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１．概要（Summary） 
ラベルフリーセンシング技術はバイオ研究において

ラベル試薬による細胞への影響を無くしてドラッグ

デリバリーシステム等による細胞活性状態を知るこ

とができるために非常に重要である。ラベルフリー技

術として、アルミニウムナノスリットを用いたナノス

リット向上がファノ共鳴を誘起し、リアルタイムで光

学的に細胞接着を評価できると考えられる。そこで、

本課題では、アルミニウムナノスリットを作製するた

めの鋳型として、Si モールドによるナノスリット構造

の作製を行う。北海道大学においては小片デバイス作

製を実施しているが、東京大学では大面積高速描画が

実施できる装置を用い、スクリーニングテストを行え

るサイズのデバイス作製を試みる。 
 
２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 
・超高速大面積電子線描画装置  
(ADVANTEST F7000-VD02) 
・マスクウエーハ自動現像装置群 
【実験方法】 
ナノスリット構造（ピッチ 880nm、0.5mm 角）の

CAD データを準備し、 4インチウエハ、6インチウエ

ハ上に必要な個数を配置する描画データを準備した。 
 超高速大面積電子線描画装置により、4インチウエ

ハで約1時間、6 インチウエハで約3時間の描画を行い、

描画後にウエハ自動現像装置を用いて現像を行った。 

現像後のウエハについては、一部はレジストマスク

による電界メッキを行い、金属モールド作製を行った。

また、北海道大学の反応性イオンエッチング装置を用

いて Siモールドの作製も行った。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
レジストマスクで電界メッキを行った写真を Fig. 1 に示

す。干渉色が見られることから、ナノ構造が作製できてい

ることが分かる。ただし、FE-SEM の観察結果からはメッ

キに不均一な部分があることが分かった。これは、現像時

のレジスト倒れとメッキ時の条件の問題の２つが考えられる。

反応性イオンエッチング装置で Si エッチングをしたサンプ

ルの構造からはレジスト倒れの影響はあまり観察されなか

ったことから、メッキ条件が主要因と考えられる。 
今後はこの金属（Ni）モールドからアルミモールドへの転

写を行い、デバイス特性の評価を実施する予定である。 
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Fig. 1 Metallic mold fabricated by 
electroplating of nanoslit structure. 


